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(54) Elektrostatisches Ablenksystem für Korpuskularstrahlung

(57) Die Erfindung betrifft elektrostatische Ablenksy-
steme für Korpuskularstrahlen, die insbesondere für mi-
kro- und nanostrukturierte Anwendungen in Lithogra-
phieanlagen oder Messgeräten einsetzbar sind. Gemäß
der gestellten Aufgabe sollen die einzelnen Elektroden
eines solchen Ablenksystems dauerhaft eine sehr ge-
naue axialsymmetrische Anordnung zueinander aufwei-

sen und beibehalten. Bei dem erfindungsgemäßen elek-
trostatischen Ablenksystem sind stabförmige Elektroden
in axialsymmetrischer Anordnung in einem innen hohlen
Träger gehalten, durch den ein Korpuskularstrahl gerich-
tet werden kann. Der Träger ist dabei aus mindestens
zwei und maximal vier miteinander verbindbaren Träge-
relementen gebildet.
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